GCELLE SOLARI A BASE DI SILIGIO A
BASSO GOSTO ED ALTA EFFICIENZA
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Aspetti innovativi e relativi benefici - Con Iutilizzo di questa tecnologia si ottengono efficienze di conversione di celle
superiori al 20% a costi inferiori all’attuale.

Utilizzo - Costruzione di macchine per la realizzazione di celle fotovoltaiche.
Attivita svolte e in corso - In corso studi per definire il layout della linea di produzione industriale.

Progetto presentato al bando B della Ricerca di Sistema Elettrico (MiSE) da un’azienda italiana, fortemente interessata
alla tecnologia, con ENEA come partner.
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RIE: Reactive ion etching

PECVD: Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition
<——————  Frontor rear view of four wafers holder LLC: Load Lock Chamber

PVD: Physical Vapour deposition {ITO or AZO)

Schema di principio della linea di celle ad eterogiunzione in fase di trasferimento al livello industriale
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Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, Dipartimento Tecnologie Energetiche
I’energia e lo sviluppo economico sostenibile Divisione Fotovoltaico e Smart Network
www.enea.it Laboratorio Tecnologie Fotovoltaiche
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